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１．概要（Summary ）： 

高抵抗シリコン基板上にマイクロメートルオーダ

ーの金属周期構造物(メタマテリアル)を、フォトリソ

グラフィー技術を応用して作製する。 

 

 

２．実験（Experimental）： 

装置 

・高速マスクレス露光装置 

・真空蒸着装置 

・スピンコータ 

 

方法 

①500μm厚の高抵抗シリコン基板にクロム 20nm、金

180nmを真空蒸着装置で蒸着させる。 

②フォトレジストOFPR-800LBを1μmスピンコータ

で塗布する。 

③レジストを塗布した基板をホットプレートで加熱

し、固着させる。 

④高速マスクレス露光装置で周期構造を露光し、その

後 THAM2.38%を用いて現像を行う。 

⑤現像により、金属が剥き出しになった部分を、腐食

剤を用いてエッチングする。金のエッチングには

AURUM-302を、クロムのエッチングにはエスクリー

ン S-24を用いた。 

⑥塗布したレジストを N-メチルピロリドン(NMP)で

除去する。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

Fig. 1に作製したメタマテリアルを示す。今回作製

したメタマテリアルは、周期構造が 8mm×8mmの領

域に密集し、構造の数が非常に多い。そのため完全に

エッチング出来るまでの予定時間(1 分)を大きく上回

った。時間を固定することなく、細かく時間を刻み、

適宜顕微鏡で観察しながらエッチング時間を調整す

る必要がある。またレジストを塗布した後にホットプ

レートで加熱したために、レジストが強固に固着して

しまい、NMP を用いてもレジストを剥がすことが出

来なかった。加熱の有無や加熱時間を今後、検証する

必要がある。 

 

 

Fig. 1 Fabricated Metamaterial 

 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

なし。 
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